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Sparti pramoninių femtosekundinių (fs) lazerinių 

sistemų su integruotais aukštos harmonikos moduliais, 

kurie gali generuoti ultratrumpus UV impulsus, plėtra 

sukūrė unikalią galimybę patenkinti rinkos poreikį 

tiksliam ir efektyviam lazeriniam mikro-apdirbimui. 

Šiandien naudojamos klasikinės litografijos technikos 

kartu su sausu ėsdinimu yra lėtos [1]. Praktikoje tik 

frezavimas fokusuotu jonų pluoštu (focused ion beam 

milling) leidžia gaminti kokybiškus periodinius nano-

darinius, tačiau ir šis būdas yra palyginti lėtas pavienių 

darinių skenavimo metodas [2]. Šių trūkumų neturi 

interferencinis fs-UV apdirbimas. 

Pranešime bus pristatomas paprastas periodinių 

pažeidimų gamybos būdas, taikant Talboto 

interferometrą. Šį prietaisą sudaro cilindrinis lęšis, 

difrakcinė gardelė ir du veidrodėliai, skirti pirmojo ir 

minus pirmojo maksimumų suvedimui ant apdirbamos 

medžiagos paviršiaus. Supaprastintas sistemos modelis 

pateiktas 1 pav. Šis metodas pasižymi kompaktiška 

konfigūracija, kadangi į lazerinio apdorojimo sistemas, 

gali būti integruojamas kaip apdirbimo galvutė. 

1 pav. Talboto interferometro pavyzdys. 

 

Naudojant trečiosios harmonikos (343 nm) 300 fs 

trukmės impulsus iš sustiprintos Yb:KGV lazerinės 

sistemos, galima gaminti makroskopines, struktūriškai 

tvarkingas 𝛬 =700-800 nm periodo difrakcines gardeles 

ant puslaidininkių, metalų, o ateityje ir dielektrinių 

medžiagų paviršiaus. Tokios gardelės pavyzdys ant 

silicio bandinio pateiktas 2 pav. 

Šio tyrimo metu parodytas tikslumas, greitis ir 

universalumas, kurį medžiagų apdorojimo sferai suteikia 

Talboto interferometrijos taikymas. Šis metodas 

užtikrina paprastą sistemos derinimą ir darinių periodo 

kontrolę ir atveria naujas galimybes nanoskalės struktūrų 

kūrimui medžiagos paviršiuje, o tai gali būti pritaikyta 

įvairiose nanotechnologijų ir fotonikos srityse. 

 

 

 

2 pav. 𝛬 = 800 nm difrakcinė gardelė Si paviršiuje. 
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mikrometrinis apdirbimas. 
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